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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
bzw. eine Vorrichtung zum Anordnen/Entfernen und
Ausrichten von Masken auf zu beschichtenden Substra-
ten, insbesondere zur Mikrostrukturierung von organi-
schen elektrolumineszierenden Materialien (OLED) auf
vorzugsweise grof¥flachigen Substraten, insbesondere
Bildschirmen, Displays und dergleichen im Vakuum.
[0002] Bei der Herstellung von so genannten OLED-
Displays oder -Bildschirmen, die die Licht emittierenden
Eigenschaften von organischen, elektrolumineszieren-
den Materialien (OLED) nutzen, ist es erforderlich, die
organischen elektrolumineszierenden Materialien mit ei-
ner entsprechenden Mikrostrukturierung auf einem
transparenten Substrat, wie beispielsweise Glas aufzu-
bringen, so dass uber entsprechende Elektrodenschich-
ten die elektrolumineszierenden Strukturen angesteuert
und zur Lichtabgabe angeregt werden kénnen.

[0003] Die Aufbringung der mikrostrukturierten, orga-
nischen, elektrolumineszierenden Materialien erfolgt tib-
licherweise durch Vakuumbeschichtungsprozesse, wo-
bei zur Erzeugung der Mikrostruktur entsprechende
Schattenmasken eingesetzt werden. Diese Maske mis-
sen in geeigneter Weise auf die Substrate aufgesetzt,
mit diesen durch die entsprechenden Beschichtungs-
kammern transportiert und dann von den Substraten wie-
der abgenommen werden, um nach einer eventuellen
Reinigung wieder erneut eingesetzt zu werden.

[0004] Aufgrund der geringen Dimensionen der Mikro-
strukturierung kommt es hierbei auf eine sehr genaue
Positionierung der Masken an, insbesondere wenn so
genannte RGB-Displays hergestellt werden, bei denen
fur die bunte Darstellung auf dem Display eng benach-
bart zueinander Pixelbereiche fir rotes, griines und blau-
es Licht erzeugt werde missen. Dariiber hinaus erfor-
dern die Vakuumbeschichtungsprozesse einen hohen
Grad an Reinheit, so dass durch die Handhabungsein-
richtungen fiir die Masken gewahrleistet sein muss, dass
keine unnétigen Partikel erzeugt werden.

[0005] Aus dem Stand der Technik ist eine Magnet-
halterung fir Folienmasken bekannt (DE 297 07 686 U1),
bei der auf einem Substrattrager Gber Fixierstifte eine
Folienmaske angeordnet wird, auf der dann wiederum
das zu beschichtende Substrat zu liegen kommt. Uber
dem Substrat wird dann eine Magnetanordnung vorge-
sehen, die dazu dient, die ferromagnetische Maske voll-
flachig gegen das Substrat zu driicken, das zwischen
Maske und Magnetanordnung vorgesehen ist. Bei einer
derartigen Ausgestaltung einer Maskenhalterung wird
durch die mechanische Befestigung der Maske auf dem
Substrattrager die Erzeugung von unerwiinschten Parti-
keln begunstigt und zudem ist eine derartige Anordnung
ungunstig fir eine einfache, schnelle und prazise Anord-
nung und Entfernung der Maske von dem Substrat.
[0006] Fernerist aus der EP 1 202 329 A2 eine Mas-
kenanordnung bekannt, bei der eine Maske durch eine
hinter dem Substrattrdger angeordneten Magnetanord-
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nung vollflachig gegen das Substrat gedruickt wird. Die
dort beschriebenen Masken kdnnen einen umlaufenden
Rahmen aufweisen, durch den die Maske seitlich ver-
spannt wird, um der diinnen Folie, aus der die Maske
Ublicherweise gefertigt ist, eine gewisse Stabilitat zu ver-
leihen. Obwohl mit einer derartigen magnetischen An-
ziehung der Maske gegen das Substrat eine vollflachige
Anlage der Maske an dem Substrat und somit Blasen-
freiheit und scharfe Beschichtungskanten erzielt werden,
ist eine derartige Anordnung fir die schnelle und prazise
Handhabbarkeit in Bezug auf Maskenwechsel, insbe-
sondere unter Vakuumbedingungen, nicht optimal. Au-
Rerdem dienen die Magnete lediglich zum vollflachigen,
blasenfreien Anlegen der Maske an das Substrat, jedoch
nicht fir Halterung in einem dynamischen System, in
dem das Substrat auf dem Substrattréger mit der Maske
durch den Beschichtungsbereich bewegt wird.

[0007] Weitere Vorrichtungen und Verfahren zur An-
ordnung von Masken auf zu beschichtenden Substraten
sind aus den japanischen Dokumenten JP 11158605 A,
JP 2003187973 A und JP 10152776 A bekannt. Bei die-
sen bekannten Vorrichtungen und Verfahren wird die
Ubergabe der Maske auf das Substrat lediglich durch
Bewegung der Halteanordnung der Maske bewirkt bzw.
es wird eine vollflachige Anlage der Maske an das Sub-
strat durch Uber die gesamte Flache des Substrats ver-
teilte Haltemagnete bewirkt. Aullerdem betreffen diese
Vorrichtungen und Verfahren zum Teil lediglich stationa-
re Beschichtungsvorrichtungen, so dass die besonderen
Anforderungen im Hinblick auf dynamische Vakuumbe-
schichtungsgprozesse fur die In-Line-Herstellung nicht
berlcksichtigt werden.

[0008] Insgesamt erzielen die bekannten Vorrichtun-
gen und Verfahren nicht die erforderliche Schnelligkeit
des Maskenwechsels fiir In-Line-Prozesse bei entspre-
chend hoher Positioniergenauigkeit.

[0009] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Masken-
wechsel, insbesondere zur Anordnung und Ausrichten
bei dynamischen Vakuumbeschichtungsprozessen fiir
die In-Line-Herstellung von OLED-Bildschirmen oder -
Displays bereit zu stellen, bei denen die Nachteile des
Standes der Technik vermieden und insbesondere eine
préazise, schnelle und einfache Mdglichkeit des Masken-
wechsels sowie eine sichere und zuverldssige Anord-
nung der Maske an dem wahrend der Beschichtung be-
wegten (dynamischen) Substrat gewahrleistet ist. Insbe-
sondere sollen die entsprechenden Vorrichtungen flr die
Maskenwechsel einfach herstellbar und einfach zu be-
dienen sein.

[0010] Diese Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen der Anspriiche 7 oder 8. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhan-
gigen Anspriiche.

[0011] Die vorliegende Erfindung beruht nach einem
ersten Aspekt auf der Erkenntnis, dass die Handhabung
der Maske, insbesondere im Vakuum, vorteilhaft durch
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Elektromagneten realisiert werden kann, die ein- und
ausgeschaltet werden kénnen, so dass damit in einfa-
cher Weise eine entsprechende Kraft auf die Masken
ausgeubt und wieder abgeschaltet werden kann. Aus
diesem Grunde ist eine Vorrichtung geschaffen worden,
bei der eine erste Bewegungseinrichtung und eine Hal-
teanordnung vorgesehen sind, wobei die Halteanord-
nung die Maske aufnehmen und wieder absetzen kann,
wahrend die erste Bewegungseinrichtung zur Ausrich-
tung der Maske bezliglich des Substrats vorgesehen ist.
Erfindungsgeman weist die Halteanordnung Elektroma-
gnete auf, mit denen eine magnetische Maske bzw. eine
Maske mit magnetischem Rand oder Rahmen in einfa-
cher Weise aufgenommen und wieder abgesetzt werden
kann. Die Elektromagneten sind hierbei vorzugsweise
an einer Halteplatte oder einem Halterahmen umlaufend
um einen elektromagnetfreien Zentralbereich angeord-
net, so dass die Maske an ihrem Rand bzw. an ihrem
umlaufenden Rahmen aufgenommen werden kann. Dies
hat zum einen den Vorteil, dass eine sichere und stabile
Aufnahme der Maske in der Maskenanordnungs- und
-positioniereinrichtung bei geringer Anzahl von Elektro-
magneten gewahrleistetistund zum anderen kdnnen vie-
le unterschiedliche Masken gehandhabt werden, da fir
nicht magnetische Masken lediglich ein entsprechender
magnetischer Rahmen vorgesehen werden muss.
[0012] Vorzugsweise sind die Elektromagnete ringfor-
mig, rechteckférmig oder mehreckig in einem geschlos-
senen Band &quidistant zueinander angeordnet, so dass
eine gleichmafige Aufnahme der Maske erfolgen kann.
[0013] Die Bewegungseinrichtung, die es ermdglicht,
die Halteanordnung relativ zum Substrat zu bewegen,
umfasst vorzugsweise mehrere unabhangige Bewe-
gungsmittel, insbesondere Bewegungsmittel in minde-
stens drei unabhangigen Bewegungsrichtungen. Vor-
zugsweise sind die Bewegungsmittel durch Linearantrie-
be und/oder Drehantriebe gebildet, die einerseits entlang
der drei zueinander senkrechten Raumrichtungen, also
den x-/y-/z-Koordinaten entsprechende Bewegungen
der Halteanordnung und/oder andererseits Rotationsbe-
wegungen ermdglichen.

[0014] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung, fiir
den auch unabhangig Schutz begehrt wird, ist eine zwei-
te Bewegungseinrichtung vorgesehen, die unabhangig
von der ersten Bewegungseinrichtung die Annaherung
des Substrats an die Maske ermdglicht.

[0015] Zudiesem Zweck weisen vorzugsweise sowohl
die zweite Bewegungseinrichtung als auch der Substrat-
trager entsprechende Kopplungsmittel auf, die ein Ver-
binden und L&sen in einfacher Weise ermoglichen.
[0016] Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform um-
fasst die zweite Bewegungseinrichtung mehrere Bewe-
gungsmittel, insbesondere Linearantriebe.

[0017] Durch die Entkopplung von Ausrichtung der
Maske bezlglich des Substrats und Annaherung von
Substrat and Maske kann insbesondere im Zusammen-
hang mit der magnetischen Ubergabe und Halterung
wahrend der dynamischen Beschichtung eine besonders

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

exakte und saubere Maskierung erreicht werden.
[0018] Vorzugsweise sind fiir die Bewegungen der
Haltanordnung bzw. der Maske insbesondere in Rich-
tung zum Substrat und von diesem weg bzw. umgekehrt
fur die Bewegung des Substrats zur Maske und von die-
ser wieder weg Spindelantriebe vorgesehen, die eine be-
sonders sanfte, ruckfreie und gleichmaRige Bewegung
ermoglichen.

[0019] Zur Steuerung der Bewegungseinrichtung ist
vorzugsweise eine Uberwachungs- und/oder Steuerein-
richtung vorgesehen, wobei die Uberwachungseinheit
die Fehlpositionierung der Maske beziiglich des Sub-
strats feststellt und die entsprechende Steuereinheit
durch Ansteuerung der ersten Bewegungseinrichtung ei-
ne entsprechende Korrektur vornehmen kann. Fir die-
sen Zweck weist die Uberwachungseinheit vorzugswei-
se mindestens zwei CCD-Kameras auf, die entsprechen-
de Markierungsmarken am Substrat und an der Maske
in Ubereinstimmung bzw. Uberdeckung bringen.

[0020] Da der Maskenwechsel vorzugsweise im Va-
kuumbereich der Vakuumbeschichtungsanlage stattfin-
det, ist die Vorrichtung vorteilhafter Weise so ausgestal-
tet, dass sie an einer Vakuumkammerwand anordenbar
ist, wobei vorzugsweise der oder die Antriebe der Bewe-
gungseinrichtungen oder zumindest von Teilen der Be-
wegungsmittel auRerhalb der Vakuumkammer angeord-
net ist, um die Einbringung von Verunreinigungen in den
Vakuumbereich zu verringern.

[0021] Vorzugsweise ist die Vorrichtung fiir den Mas-
kenwechsel derart gestaltet, dass fiir die Substrattrager
eine Substrattrégerhalteposition bereitgestellt wird, die
so vordefiniert ist, dass bereits eine Vorpositionierung
des Substrats gegeniiber der Maske stattgefunden hat.
[0022] Ferner weist der Substrattrager vorzugsweise
Magnete, namlich Permanentmagnete oder Elektroma-
gnete auf, die die Maske wahrend des Beschichtungs-
prozesses auf oder in Bezug zu dem Substrat halten. Da
hierbei in vorteilhafter Weise Masken mit magnetischem
Rand oder Rahmen verwendet werden, sind die Magnete
des Substrattragers in entsprechender Weise zu der Hal-
teanordnung umlaufend um den Substrataufnahmebe-
reich angeordnet, so dass bei der Ubergabe der Maske
von der Halteanordnung an den Substrattrager und um-
gekehrt, die Maske in denselben Bereichen, wenn auch
auf gegenuberliegenden Seiten gehalten wird.

[0023] Zur Anordnung der Magnete am Substrattrager
weist dieser in vorteilhafter Weise einen Maskenhalte-
rahmen auf, an dem die Magnete gegeniiberliegend zum
Substrat auf der Rickseite des Substrattragers angeord-
net sind.

[0024] Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform sind
die Magnete an dem Substrattrager und die Elektroma-
gnete an der Halteanordnung so aufeinander abge-
stimmt, dass sie bei der Ubergabe genau tibereinander
angeordnet sind, so dass durch eine entsprechende Ma-
gnetfeldiberlagerung die Haltewirkung der Magnete des
Substrattragers verringert oder ausgeschaltet werden
kann.
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[0025] Vorzugsweise weist die Halteanordnung der
Ubergabevorrichtung eine Halteplatte bzw. einen recht-
eckigen, mehreckigen oder ringférmigen Halterahmen
auf, der es beispielsweise ermdglicht, dass im Zentral-
bereich die CCD-Kameras der Uberwachungseinheit ei-
nen freien Blick auf die Maske erhalten.

[0026] Die Ubergabe der Maske erfolgt dann in der
Weise, dass zunachst ein Substrat auf einem Substrat-
trager, bei dem vorzugsweise Magnete aquidistant be-
abstandet zueinander umlaufend um den Substratauf-
nahmebereich angeordnet sind, in einer Substrattrager-
halteposition gegentiberliegend der Maskenhalteanord-
nung bereit gestellt wird. Die Maske wird vorher, gleich-
zeitig oder nachfolgend an den Elektromagneten der ver-
fahrbaren Halteanordnung angeordnet und die Uberwa-
chungs- und Steuereinrichtung ermittelt die relative Po-
sition zwischen Maske und Substrat, insbesondere
beziglich der lateralen Position, also im Hinblick auf die
beispielsweise x-/y-Koordinaten einer horizontalen Ebe-
ne bei einem horizontalem Transport des Substrats
durch die Beschichtungsanlage. Bei Feststellung einer
Fehlorientierung bzw. Fehlpositionierung wird eine Aus-
richtung von Substrat und Maske durch Betatigung der
ersten Bewegungseinrichtung, also vorzugsweise durch
Bewegung der Maske vorgenommen, wobei auch eine
Bewegung des Substrats denkbar wéare. Die Ausrichtung
erfolgt beispielsweise durch Translations- oder Linear-
bewegungen in zwei senkrecht zueinander liegenden
Richtungen, z.B. x-y-Richtung, und/oder eine Drehbewe-
gung um eine weitere senkrechte Achse (z-Achse). Zu-
satzlich kdbnnen weitere Bewegungsrichtungen und/oder
arten vorgesehen sein, z.B. eine Linearbewegung in z-
Richtung.

[0027] Nach entsprechender Ausrichtung wird die
Maske auf dem Substrat abgelegt, und zwar vorzugswei-
se durch Betatigung der zweiten Bewegungseinrichtung,
so dass Maske und Substrat aufeinander zu bewegt wer-
den. Hierbei ist klar, dass die Bewegung von Maske und
Substrat bezliglich gegenseitiger Annaherung und Aus-
richtung auch getauscht werden kénnen.

[0028] Sobald die Maske auf dem Substratangeordnet
ist, werden die Elektromagnete der Halteanordnung de-
aktiviert und die Maske wird durch die Magnete des Sub-
strattragers auf dem Substrat gehalten. Das mit der Mas-
ke versehene Substrat steht dann auf dem Substrattra-
ger fur den Transport durch die Beschichtungsanlage
und entsprechende Beschichtung bereit. Selbstver-
standlich kann die Maske durch dieselbe Vorrichtung
auch wieder vom Substrat bzw. Substrattrager abge-
nommen werden, wobei hierbei auf eine entsprechende
Ausrichtung selbstverstandlich verzichtet werden kann.
[0029] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale
der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfolgen-
den detaillierten Beschreibung eines Ausfihrungsbei-
spiels anhand der beigefiigten Zeichnungen deutlich. Die
Zeichnungen zeigen hierbei rein schematisch in

Fig. 1  eine Seitenansicht einer Maskenaufbringungs-
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station, mit der Maske in abgehobenem Zu-
stand;

Fig.2  die Maskenaufbringungsstation aus Fig. 1 mit
am Substrat angeordneter Maske;

Fig. 3  die Maskenaufbringungsstation der Fig. 1 und
Fig. 2 mit auf dem Substrat abgesetzter Maske;
und in

Fig. 4  eine Draufsicht auf eine Maske mit Rahmen.

[0030] Die Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht und teil-

weisen Querschnittsansicht eine Maskenaufbringungs-
station fir eine Vakuumkammer einer Vakuumbeschich-
tungsanlage, insbesondere fir die kontinuierliche (In-Li-
ne-) Beschichtung von transparenten Substraten mit or-
ganischen, elektrolumineszierenden Materialien flr die
Herstellung von OLED-Displays bzw. -Bildschirmen oder
-Anzeigen.

[0031] Die Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Kam-
merwand oder eine Montageplatte 1, die in die Kammer-
wand einsetzbar ist, wobei in der Vakuumkammer, also
oberhalb der Montageplatte 1 der Fig. 1, ein Substrattra-
ger 2 mit einem darauf angeordneten Substrat 3 darge-
stelltist, der durch nicht dargestellte Transport- bzw. For-
dereinrichtungen durch die Vakuumkammer transpor-
tiert werden kann.

[0032] Indemin Fig. 1 dargestellten Zustand befindet
sich das Substrat oberhalb einer Maskenaufbringungs-
station mit einer Maskenpositioniereinrichtung 5, mit de-
ren Hilfe die Maske 6 auf dem Substrat 3 angeordnet und
ausgerichtet werden kann.

[0033] Die Maskenpositioniereinrichtung 5 weist eine
Vielzahl von Elektromagneten 7 auf, die umlaufend um
eine Halteplatte oder -rahmen 8 angeordnet sind. Der
Halterahmen 8 ist wiederum Uber eine vakuumdichte
Fihrung 19 mit verschiedenen Antrieben 12, 13, 14 und
16 verbunden, die eine Bewegung der Halteplatte bzw.
des -rahmens 8 bezlglich des Substrattragers 2 bzw.
des Substrats 3 ermdglichen. Dabei erlaubt der Horizon-
talantrieb 12 eine Bewegung in horizontaler Richtung,
der Vertikalantrieb 16 in vertikaler Richtung, also aus der
Bildebene heraus, und der Axialantrieb 13 in axialer Rich-
tung, also in Richtung der Achse 15. Zuséatzlich ist ein
Drehantrieb 14 vorgesehen, der eine Drehung der Hal-
teplatte 8 um die Achse 15 erlaubt. Auf Grund der An-
triebe 12, 13, 14 und 16 kann somit die Halteplatte 8 in
jede beliebige Position bezliglich des Substrattragers 2
gebracht werden.

[0034] Neben der Maskenpositioniereinrichtung 5 ist
eine zweite Bewegungseinrichtung in Form von vorzugs-
weise mehreren, im Ausfiihrungsbeispiel insgesamt vier,
zum Ergreifen der Ecken des rechteckigen Substrattra-
gers in einem Viereck angeordneten Hubeinrichtungen
18 vorgesehen. Die Hubeinrichtungen 18 weisen an ih-
ren Enden jeweils Kopplungselemente 11 auf, die mit
Substrattragerkopplungen 10 zusammen wirken, so
dass der Substrattrager 2 mit den Hubeinrichtungen 18
so verbunden werden kann, dass diese den Substrattra-
ger 2 bewegen kdnnen.
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[0035] Der Hubmechanismus bzw. -antrieb 18 kann
einen hydraulischen oder pneumatischen Hubzylinder
oder, wie im bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel, auch ei-
nen Spindelantrieb umfassen, der durch eine besonders
gleichmaRige, exakte und ruckfreie Bewegung ausge-
zeichnet ist. In gleicher Weise kann auch der Axialantrieb
13 oder die anderen Antriebe ausgebildet sein.

[0036] Neben den Hubantrieben 18 und der Masken-
positioniereinrichtung 5 sind an der Montageplatte 1 noch
zusatzlich CCD-Kameras 17, vorzugsweise mindestens
zwei Kameras vorgesehen, die Uber jeweils ein Fenster-
element die Positionierung der Maske 6 auf dem Substrat
3 Uberwachen koénnen. Die CCD-Kameras bilden eine
Uberwachungseinheit, die die exakte Positionierung der
Maske zum Substrat Gberpriifen. Bei einer Fehlstellung
wird eine Steuerungseinheit (nicht gezeigt) aktiviert, die
die Bewegung der Maskenpositioniereinrichtung 5 steu-
ert. Durch die Antriebe 12, 14 und 16 kann die Maske 6
exakt positioniert werden, da damit eine Ausrichtung des
Halterahmens 8 in zwei zueinander senkrechten Rich-
tungen sowie eine Rotation mdéglich ist. Darlber hinaus
ermdglicht der Axialantrieb 13 eine Positionsanpassung
beziiglich des Abstands der Maske 6 zum Substrat 3.
Insgesamt ergibt sich somit mit der Maskenpositionier-
einrichtung 5 die Moglichkeit einer exakten Positionie-
rung der Maske in drei unabhangige Raumrichtungen.
[0037] Der Substrattrdger 2 umfasst umlaufend um
den Bereich, in dem das Substrat 3 zu liegen kommt,
eine Vielzahl von Magneten 4, die in ihrer Lage mit den
Elektromagneten 7 korrespondieren. Dies bedeutet,
dass bei Einhaltung der vorgesehen Substrat- und Mas-
kenpositionen die Elektromagnete 7 und die Magnete 4
des Substrattragers 2 bei der Ubergabe der Maske an
das Substrat 3 einander genau gegentiber liegen bzw.
ihre Langsachsen auf einer Achse angeordnet sind. Die
Magnete 4 kbnnen sowohl Permanentmagnete als auch
Elektromagnete sein. Die Magnete 4 sind an der Ruck-
seite des Substrattragers 2 an einem Maskenhalterah-
men 9 angeordnet, der wiederum Uber Abstandshalter
20 an der Substrathalteplatte des Substrattragers 2 an-
geordnet ist. Der Maskenhalterahmen 9 kann hierbei in
jeder geeigneten Weise an der Substrathalteplatte des
Substrattragers 2, insbesondere I0sbar befestigt sein.
[0038] Der Maskenhalterahmen 9 kann sowohl als
ringférmiger Rahmen als auch als durchgehende Platte
ausgebildet sein. Insbesondere dient der Maskenhalte-
rahmen auch als Magnetjoch fiir die daran angeordneten
Magnete 4.

[0039] Diering-oderrahmenartige Anordnung der Ma-
gnete 4,7 um oder entlang des Randes des Aufnahme-
bereichs fiir das Substrat 3 bewirkt, dass eine gleichma-
Rige und flr die dynamische Beschichtung ausreichend
feste Halterung der Maske 6 mit fir die Handhabung aus-
reichend grofien Magnetkraften ohne Beschadigung der
diinnen, folienartigen Masken erfolgt.

[0040] Die Ubergabe der Maske an das Substrat er-
folgt gemaf der Darstellungen der Figuren 1 bis 3 in der
Weise, dass die Maske 6 zunachst von einer Maskenzu-
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fihrung an die Maskenpositionieranordnung 5 iberge-
ben wird, wobei die Maske 6 einen umlaufenden magne-
tischen Rahmen oder Rand 21 (siehe Fig. 4) aufweist,
der mit den umlaufenden bzw. ringférmig angeordneten
Elektromagneten an dem Halterahmen 8 der Maskenpo-
sitioniereinrichtung 5 korrespondiert, so dass die Maske
6 uber ihren Rahmen 21 oder Rand durch die Elektro-
magnete 7 der Halteplatte 8 bei entsprechender Aktivie-
rung der Elektromagnete 7 gehalten werden kann.
[0041] Sobald das Substrat 3, auf dem die Maske 6
angeordnet werden soll, in einer entsprechend vordefi-
nierten Position gegenliber der Maskenpositionierein-
richtung 5 angeordnet ist, wird tber die Antriebe 12,14
und 16 unter Zuhilfenahme der CCD-Kameras 17 die ex-
akte laterale Ausrichtung der Maske 6 zum Substrat 3,
also die Ausrichtung in Bezug auf die x-/y-Koordinaten,
eingestellt.

[0042] Wenn die Maske 6 in der richtigen Lage ober-
halb des Substrats 3 ausgerichtet ist, also in der Projek-
tion Deckungsgleichheit erzielt ist, wird der Substrattra-
ger 2 mit dem Substrat 3 durch die Kopplungselemente
11 der Hubeinrichtungen 18 an der Substrattragerkopp-
lung 10 ergriffen und, wie in Fig. 2 dargestellt, mittels der
Hubeinrichtungen 18 von hinten an die Maske 6 heran
gefahren, so dass der magnetische Rahmen oder Rand
der Maske 6 Uber den Magneten 4 des Substrattragers
sowie die Maske 6 uber dem Substrat 3 zu liegen kom-
men. Zusatzlich oder alternativ kann die Bewegung senk-
recht zur Substrat- oder Maskenebene auch vom Axial-
antrieb 13 bewirkt werden.

[0043] Danach werden die Elektromagnete 7 deakti-
viert bzw. ausgeschaltet und das Substrat 3 mittels der
Hubantriebe 18 nach oben weggefahren.

[0044] Das Substrat 3 steht dann mit der Maske 6 fir
den Weitertransport durch die Vakuumbeschichtungsan-
lage bereit, wobei die Maske 6 liber den Rahmen 21 bzw.
Rand auf dem Substrat 3 durch die Magnete 4 des Sub-
strattrdgers 2 gehalten ist.

[0045] Dies wird insbesondere in der Draufsicht der
Fig. 4 deutlich, welche die Maske 6 und den Rahmen
oder Rand 21 der Maske 6 sowie die Magnete 4 zeigt,
die sich unterhalb des Rahmens oder Randes 21 auf
dem darunter angeordneten Substrattrager 2 (nicht ge-
zeigt) befinden. Die gewahlte Anordnung der Masken-
halterung tiber Magnete 4 am Substrattrager, insbeson-
dere in einer ring- oder rahmenférmigen Anordnung um
oder entlang des Randes des Substrats und das entspre-
chende Vorsehen eines Rahmens bzw. Randes an der
Maske zum Zusammenwirken mit den Magneten, er-
moglichen eine einfache Handhabung der Maske, eine
sichere Halterung der Maske am Substrat bzw. Substrat-
trager wahrend der dynamischen Beschichtung sowie ei-
ne wesentliche Reduzierung der entstehenden Partikel
bei der Handhabung der Maske, also dem Auf- und Ab-
setzen der Maske. Ferner ist eine kostenglinstige Kon-
struktion und Ausflihrung des Gesamtssystems ermdg-
licht.

[0046] Durch die Verwendung von Elektromagneten
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zum Aufnehmen und Absetzen bzw. Halten der Maske
an ihrem Rahmen bzw. Rand in der Positioniereinrich-
tung ist eine einfache Ubergabe gewéhrleistet, wobeiins-
besondere bei Verwendung eines Spindelantriebs zur
Hohenverstellung der Positioniereinrichtung und/oder
der Hubeinrichtungen fiir den Substrattrager eine beson-
ders gleichméRige und ruckfreie Bewegung und Uber-
gabe erzielt werden kann. Die Maske 6 und der Rahmen
20 kénnen sowohl einstiickig als auch mehrteilig ausge-
bildet sein, wobei bei mehrteiligen Ausfiihrungen von ei-
nem Rahmen gesprochen wird, wahrend bei einstuickiger
Ausfiihrung von einem Rand die Rede ist.

[0047] Obwohl hier nur die Anordnung der Maske auf
dem Substratbeschriebenist, ist selbstverstandlich auch
die Abnahme der Maske vom Substrat mit der gleichen
Vorrichtung in umgekehrter Weise moglich. Lediglich die
Ausrichtung der Maske kann entsprechend entfallen.

Bezugszeichenliste:
[0048]

Kammerwand

Substrattrager

Substrat

Magnete
Maskenpositioniereinrichtung
Maske

Elektromagnete

Halteplatte bzw. -rahmen

O~NO O WN -

9 Maskenhalterahmen
10  Substrattrégerkopplung
11 Greifeinrichtung

12  Horizontalantrieb

13  Axialantrieb

14  Drehantrieb

15  Positionierachse

16  Vertikalantrieb

17  Kamera

18  Hubeinrichtung

19  Fihrung

20  Abstandshalter

21 Maskenrahmen
Patentanspriiche

1. Verfahren zum Anordnen/Entfernen und Ausrichten
von Masken auf zu beschichtenden Substraten, ins-
besondere zur Mikrostrukturierung von organischen
elektrolumineszierenden Materialien (OLED) auf
groRRflachigen Substraten, wie Bildschirmen, Dis-
plays und dgl. im Vakuum, wobei die Substrate zur
Beschichtung durch eine Vakuumbeschichtungsan-
lage bewegt werden, umfassend:

Bereitstellung eines Substrats (3) auf einem
Substrattréger (2), an dem an der Rickseite Ma-
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gnete (4) umlaufend um den Substrataufnahme-
bereich angeordnet sind,

Halterung der Maske (6) durch Elektromagnete
(7) an einer mittels einer ersten Bewegungsein-
richtung (5) mehrdimensional verfahrbaren Hal-
teanordnung (8),

Ermitteln der relativen Position von Maske (6)
und Substrat (3) zueinander,

Ausrichten von Substrat (3) und Maske (6) zu-
einander durch Betatigung der ersten Bewe-
gungseinrichtung (5), so dass die Maske (6) re-
lativ zum Substrat bewegt wird, falls eine Fehl-
orientierung festgestellt worden ist,

Ablage der Maske (6) auf dem Substrat durch
Bewegung der Halteanordnung (8) mittels der
ersten Bewegungseinrichtung, so dass die Mas-
ke nahezu senkrecht zum Substrat (3) bewegt
wird, und/oder Bewegung des Substrattragers
(2) in Richtung der Maske (6) mittels einer zwei-
ten Bewegungseinrichtung (18),

Deaktivieren der Elektromagnete (7) und
Halterung der Maske (6) auf dem Substrat (3)
durch die Magnete (4) des Substrattragers.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Maske (6) verwendet wird, die einen magneti-
schen Rand oder Rahmen (21) aufweist, der mitden
Magneten des Substrattragers und der Halteanord-
nung korrespondiert.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Position der Maske tiber dem Substrat durch eine
Uberwachungseinrichtung automatisch, insbeson-
dere mittels einer oder mehrerer, vorzugsweise zwei
CCD-Kameras (15) ermittelt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Ausrichtung der Maske durch unabhéangige Li-
nearbewegungen und/oder Drehbewegungen er-
folgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Anordnen der Maske am Substrat durch eine
Linearbewegung der Halteanordnung (8) und/oder
der zweiten Bewegungseinrichtung (18), insbeson-
dere Uber einen oder mehrere Spindelantriebe er-
folgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Anndherung des Substrats (3) von hinten an die
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fest gehaltene Maske (6) erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Ermitteln der relativen Position eine Ermittlung
der lateralen Position ist und/oder das Ausrichten
von Maske und Substrat durch eine nahezu parallele
Bewegung der Maske zum Substrat erfolgt.

Vorrichtung zum Anordnen/Entfernen und Ausrich-
ten von Masken auf zu beschichtenden Substraten,
die zur Beschichtung durch eine Vakuumbeschich-
tungsanlage bewegt werden, insbesondere zur Mi-
krostrukturierung von organischen elektrolumines-
zierenden Materialien (OLED) auf grof¥flachigen
Substraten, wie Bildschirmen, Displays und dgl., wo-
bei die Maske (6) magnetisch in Bezug zum zu be-
schichtenden Substrat (3) gehalten wird, mit einer
Halteanordnung zum Aufnehmen und Absetzen der
Masken und einer ersten Bewegungseinrichtung
zum Bewegen der Halteanordnung in Bezug zum
Substrat,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Halteanordnung schaltbare Elektromagnete (7)
umfasst, die beabstandet zueinander umlaufend um
einen Zentralbereich angeordnet sind, wobei eine
zweite Bewegungseinrichtung (18) vorgesehen ist,
die eine Bewegung des Substrats (3) zur Haltean-
ordnung der Maske (6) senkrecht zu den Substrat-
und Maskenebenen ermdglicht, wobei ein Substrat-
trager vorgesehen ist, an dessen Rulckseite Magne-
ten umlaufend um den Substrataufnahmebereich
angeordnet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste und/oder zweite Bewegungseinrichtung ei-
nen Spindelantrieb (17) zur Bewegung der Haltean-
ordnung oder der Maske in Richtung zum Substrat
und von diesem weg und/oder umgekehrt umfasst.

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Bewegungseinrichtung mindestens zwei
unabhéngige Linearantriebe (12,16) und/oder min-
destens einen Drehantrieb (14) zur lateralen Aus-
richtung der Halteanordnung (8) oder der Maske (6)
umfasst.

Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Uberwachungs- und Steuereinrichtung zur ins-
besondere lateralen Ausrichtung der Maske zum
Substrat vorgesehenist, die vorzugsweise eine oder
mehrere, insbesondere zwei CCD-Kameras (17)
umfasst.
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung insbesondere mit einer Montage-
wand (1) derart hergerichtet ist, dass sie in einer Va-
kuumkammer, insbesondere an einer Kammerwand
anordenbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Substrattragerhalteposition vorgesehen ist, in
der ein Substrattrager (2) zum Halten und Transpor-
tieren des Substrats durch eine Beschichtungsanla-
ge in einer vordefinierten Ubergabeposition zur Hal-
teanordnung anordenbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 13

dadurch gekennzeichnet, dass

die Substrattragerhalteposition so ausgestaltet ist,
dass der Substrattradger mit den an ihm angeordne-
ten Magneten (4) gegenlberliegend den Elektroma-
gneten (7) der Halteanordnung, insbesondere dek-
kungsgleich zu liegen kommt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Magnete (4) des Substrattrédgers und die Elek-
tromagnete (7) der Halteanordnung so aufeinander
abgestimmt sind, dass durch An- und Abschalten
der Elektromagnete ein Absetzen und Entfernen der
Maske vom Substrattrager sowie eine feste Halte-
rung der Maske auf dem Substrattrager mdoglich
sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Halteanordnung eine Halteplatte (8) oder einen
rechteckigen, mehreckigen oder ringférmigen Hal-
terahmen umfasst, an dem an einer Seite die Elek-
tromagneten und auf der gegeniiberliegenden Seite
die Antriebe oder Bewegungsmittel der ersten Be-
wegungseinrichtung vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 8 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Magnete (4) des Substrattragers aquidistant be-
abstandet zueinander angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Bewegungseinrichtung (18) mindestens
ein Kopplungselement (11) zum lésbaren Greifen
des Substrattragers (2) umfasst.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Bewegungseinrichtung (18) mehrere, vor-
zugsweise vier Bewegungsmittel, insbesondere Hu-
beinrichtungen umfasst.
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Claims

Method for arranging/removing and aligning masks
on substrates to be coated, particularly for micro-
structuring of organic electroluminescent materials
(OLEDs) on large-area substrates, such as screens,
displays and the like in a vacuum, wherein the sub-
strates for coating are moved through a vacuum-
coating installation comprising:

provision of a substrate (3) on a substrate carrier
(2), allaround the substrate-receiver area on the
back of which are arranged magnets (4),
holding of the mask (6) by electromagnets (7)
at a holding arrangement (8) that can be moved
in multiple dimensions by means of a first move-
ment device (5), determination of the relative po-
sition of mask (6) and substrate (3) to each other,
aligning of substrate (3) and mask (6) with one
another by actuation of the first movement de-
vice (5), such that the mask (6) is moved relative
to the substrate if a wrong orientation has been
identified,

placement of the mask (6) on the substrate
through movement of the holding arrangement
(8) by means of the first movement device, such
that the mask is moved almost perpendicularly
tothe substrate (3), and/or movement of the sub-
strate carrier (2) in the direction of the mask (6)
by means of a second movement device (18),
deactivation of the electromagnets (7) and
holding of the mask (6) on the substrate (3) by
the magnets (4) of the substrate carrier.

Method in accordance with claim 1,

characterised by the fact

that a mask (6) is used which has a magnetic edge
or frame (21), which corresponds to the magnets of
the substrate carrier and the holding arrangement.

Method in accordance with claims 1 or 2,
characterised by the fact

that the position of the mask over the substrate is
determined automatically by a monitoring device, es-
pecially by means of one or more, preferably two,
CCD cameras (15).

Method of any of the previous claims
characterised by the fact that

alignment of the mask proceeds by means of inde-
pendent linear movements and/or rotary move-
ments.

Method of any of the previous claims,
characterised by the fact that

arranging of the mask on the substrate proceeds by
means of a linear movement of the holding arrange-
ment (8) and/or the second movement device (18),
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10.

11.

especially via one or more spindle drives.

Method of any of the previous claims
characterised by the fact that

approaching of the substrate (3) to the fixed-in-
placed mask (6) proceeds from the rear.

Method of any of the previous claims,
characterised by the fact that

the determination of the relative position is a deter-
mination of the lateral position, and/or the alignment
of mask and substrate proceeds by means of an al-
most parallel movement of the mask towards the
substrate.

Device for arranging/removing and aligning masks
on substrates to be coated, which are moved through
a vacuum-coating installation for the purpose of be-
ing coated, especially for the purpose of micro-struc-
turing organic electroluminescent materials
(OLEDSs) on large-area substrates, such as screens,
displays and the like, wherein the mask (6) is held
magnetically relative to the substrate to be coated
(3), with a holding arrangement for receiving and
placing the masks and a first movement device for
moving the holding arrangement relative to the sub-
strate

characterised by the fact that

the holding arrangement comprises switchable elec-
tromagnets (7) that are spaced apart from each other
all around a central area, wherein a second move-
ment device (18) is provided, which facilitates a
movement of the substrate (3) towards the holding
arrangement of the mask (6), perpendicular to the
substrate and mask planes, wherein a substrate car-
rier is provided, at the rear of which magnets are
arranged all around the substrate-receiver area.

Device of claim 8,

characterised by the fact that

the first and/or second movement device comprises
a spindle drive (17) for movement of the holding ar-
rangement or the mask towards and away from the
substrate and/or vice versa.

Device of any of claims 8 to 9,

characterised by the fact that

the first movement device comprises at least two in-
dependent linear drives (12, 16) and/or at least one
rotary drive (14) for lateral alignment of the holding
arrangement (8) or the mask (6).

Device of any of claims 8 to 10

characterised by the fact that

amonitoring and control device is provided especial-
ly for lateral alignment of the mask with the substrate,
which preferably comprises one or more, especially
two, CCD cameras (17).
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Device of any of claims 8 to 11,

characterised by the fact that

the device is especially furnished with an assembly
wall (1) such that it can be arranged in a vacuum
chamber, especially at a chamber wall.

Device of any of claims 8 to 12,
characterised by the fact that
a substrate-carrier holding position is provided in
which can be arranged a substrate carrier (2) for
holding and transporting the substrate through a
coating installation in a pre-defined handover posi-
tion to the holding arrangement.

Device of claim 13

characterised by the fact that

the substrate-carrier holding position is configured
such that the substrate carrier with the magnets (4)
arranged thereon comes to rest opposite the elec-
tromagnets (7) of the holding arrangement, especial-
ly in a congruent fashion.

Device of any of claims 8 to 14,

characterised by the fact that

the magnets (4) of the substrate carrier and the elec-
tromagnets (7) of the holding arrangement are
matched to each other such that, by means of switch-
ing the electromagnets on and off, placement and
removal of the mask on and from the substrate carrier
and firm holding of the mask on the substrate carrier
are possible.

Device of any of claims 8 to 15,

characterised the fact that

the holding arrangement comprises a holding plate
(8) or a rectangular, polygonal or annular holding
frame, on one side of which the electromagnets and
on the opposite side of which the drives or means of
movement of the first movement device are provid-
ed.

Device in accordance with any of claims 8 to 16,
characterised by the fact that

the magnets (4) of the substrate carrier are spaced
equidistantly apart from each other.

Device of any of claims 8 to 17,

characterised by the fact that

the second movement device (18) comprises at least
one coupling element (11) for detachable gripping
of the substrate carrier (2).

Device of any of claims 8 to 18,

characterised by the fact that

the second movement device (18) comprises sever-
al, preferably four means of movement, especially
lifting devices.
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Revendications

Procédé pour disposer/retirer et aligner des mas-
ques sur des substrats a revétir, notamment pour la
microstructuration de matériaux électrolumines-
cents organiques (OLED) sur des substrats de gran-
de surface, tels que des écrans et leur équivalent
sous vide, les substrats étant déplacés par une ins-
tallation de revétement sous vide pour leur revéte-
ment, ledit procédé comprenant :

la préparation d’un substrat (3) sur un support
de substrat (2) sur la face arriere duquel sont
disposés des aimants (4) de fagon circonféren-
tielle autour de la zone de réception de substrat ;
le maintien du masque (6) a l'aide d’élec-
troaimants (7) au niveau d’une installation de
maintien (8) déplacable dans plusieurs dimen-
sions a l'aide d’'un premier dispositif de dépla-
cement (5) ;

la détermination de la position relative du mas-
que (6) et du substrat (3) I'un par rapport a
l'autre ;

le alignement du substrat (3) et du masque (6)
'un par rapport a l'autre par actionnement du
premier dispositif de déplacement (5), de sorte
que le masque (6) peut étre déplacé par rapport
au substrat si un constat d’erreur d’orientation
est dressé ;

la pose du masque (6) sur le substrat par dépla-
cement de linstallation de maintien (8) a I'aide
du premier dispositif de déplacement, de sorte
que le masque est déplacé presque perpendi-
culairement au substrat (3), et/ou le déplace-
ment du support de substrat (2) en direction du
masque (6) a I'aide d’'un deuxiéme dispositif de
déplacement (18) ;

la désactivation des électroaimants (7) ; et

le maintien du masque (6) sur le substrat (3) au
moyen des aimants (4) du support de substrat.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’on utilise un masque (6) comportant un bord
ou un cadre (21) magnétique correspondant aux
aimants du support de substrat et de I'installation de
maintien.

Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la position du masque au-dessus du subs-
trat est déterminée automatiquement par un dispo-
sitif de surveillance, notamment a I'aide d’'une ou de
plusieurs, de préférence de deux caméras a dispo-
sitif a transfert de charge CCD (15).

Procédeé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le alignement
dumasque estréalisé par des mouvements linéaires
et/ou des mouvements de rotation indépendants.
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Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la disposition
du masque contre le substrat est réalisée au moyen
d’'un mouvement linéaire de I'installation de maintien
(8) et/ou du deuxiéme dispositif de déplacement
(18), notamment via un ou plusieurs entrainements
a broche.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que I'approche du
substrat (3) se produit depuis I'arriére au niveau du
masque (6) maintenu fixement.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la détermina-
tion de la position relative est un calcul de la position
latérale et/ou que le alignement du masque et du
substrat est réalisé au moyen d’'un mouvement pres-
gue paralléle du masque par rapport au substrat.

Appareil pour disposer/retirer et aligner des mas-
ques sur des substrats a revétir, lesdits substrats
étantdéplacés pourleur revétementau moyen d’'une
installation de revétement sous vide, notamment
pour la microstructuration de matériaux électrolumi-
nescents organiques (OLED) sur des substrats de
grande surface, tels que des écrans et leur équiva-
lent, le masque (6) étant maintenu de fagon magné-
tique par rapport au substrat (3) a revétir, avec une
installation de maintien pour recevoir et déposer les
masques et avec un premier dispositif de déplace-
ment pour déplacer I'installation de maintien par rap-
port au substrat, caractérisé en ce que l'installation
de maintien comprend des électroaimants (7) com-
mutables disposés a une certaine distance les uns
des autres de facon circonférentielle autour d’une
zone centrale, un deuxiéme dispositif de déplace-
ment (18) étant prévu et permettant un déplacement
du substrat (3) parrapport a I'installation de maintien
du masque (6) perpendiculairement aux plans du
substrat et des masques, un support de substrat
étant prévu au niveau de la face arriére duquel des
aimants sont disposés de fagon circonférentielle
autour de la zone de réception de substrat.

Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le premier et/ou le deuxieme dispositif de dé-
placement comprend un entrainement a broche (17)
pour déplacer I'installation de maintien ou le masque
en direction du substrat puis pour I'en éloigner et/ou
inversement.

Appareil selon 'une quelconque des revendications
8 a 9, caractérisé en ce que le premier dispositif
de déplacement comprend au moins deux entraine-
ments linéaires (12, 16) indépendants et/ou au
moins un entrainement en rotation (14) pour le ali-
gnement latéral de l'installation de maintien (8) ou
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du masque (6).

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 10, caractérisé en ce qu’un dispositif de sur-
veillance et de commande est prévu, notamment
pour le alignement latéral du masque par rapport au
substrat, ledit dispositif comprenant de préférence
une ou plusieurs, notamment deux caméras a dis-
positif a transfert de charge CCD (17).

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 11, caractérisé en ce que 'appareil est notam-
ment réalisé avec une paroi de montage (1) permet-
tant un placement dans une chambre sous vide, no-
tamment contre une paroi de la chambre.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 12, caractérisé en ce qu’une position de main-
tien de support de substrat est prévue dans laquelle
un support de substrat (2) peut étre disposé dans
une position de transfert prédéfinie par rapport a
linstallation de maintien pour maintenir le substrat
et le transporter a travers une installation de revéte-
ment.

Appareil selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la position de maintien du support de substrat
est configurée de telle sorte que le support de subs-
trat repose avec les aimants (4) disposés contre lui
a l'opposée des électroaimants (7) de l'installation
de maintien, notamment comme un cache.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 14, caractérisé en ce que les aimants (4) du
support de substrat et les électroaimants (7) de I'ins-
tallation de maintien sont réglés de telle sorte I'un
par rapport a l'autre qu’une dépose et un retrait du
masque hors du support de substrat est possible ain-
si qu’'un maintien fixe du masque sur le support de
substrat suivant siles électroaimants sont connectés
ou déconnectés.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8215, caractérisé en ce que l'installation de main-
tien comprend une plaque de maintien (8) ou un ca-
dre de support rectangulaire, polygonal ou annulaire
sur lequel des électroaimants sont prévus sur un co-
té et sur lequel des entrainements ou des moyens
de déplacement du premier dispositif de déplace-
ment sont prévus sur le c6té opposé.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 16, caractérisé en ce que les aimants (4) du
support de substrat sont disposés de fagon équidis-
tante les uns par rapport aux autres.

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8a 17, caractérisé en ce que le deuxieéme dispositif
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dedéplacement (18) comprend au moins un élément
de couplage (11) pour se saisir de fagon détachable
du support de substrat (2).

Appareil selon I'une quelconque des revendications
8 a 18, caractérisé en ce que le deuxieéme dispositif
de déplacement (18) comprend plusieurs, de préfé-
rence quatre moyens de déplacement, notamment
des dispositifs de levage.
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Fig. 4
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